Ty

Modellbasierte Temperaturregelung

Auf Lam Reinigungs- und Atzanlagen werden ALam
flissige Chemikalien auf einen rotierenden Wafer RESEARCH

aufgebracht. Mit Hilfe eines Heizmoduls kann der
Woafer, bzw. das Medium am Wafer erhitzt werden.

v

= Entwicklung eines mathematischen Modells zur
Beschreibung des Temperaturverlaufs am
Wafer.

= Validierung des Modells Anhand von Messdaten

= Entwurf eines modellbasierten
Temperaturreglers

= Beginn: ab sofort

= Kontakt: Martin Horn, Stefan Koch
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